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Magnetronsko rasprasivanje kratkim pulsevima velike snage (High power
impulse magnetron sputtering - HIPIMS) je nova PVD (physical vapour
deposition) tehnika koja koristi izboj u plazmi za raspraSivanje mete i
deponiranje tankih filmova metala, metalnih nitrida, oksida i
nanokompozita na podlogu uzorka [1]. HIPIMS Koristi kratke pulseve visoke
snage koji proizvode tok visoko ioniziranog materijala s mete na podlogu
uzorka, te gustoéu elektrona vecu nego u standardnom DC magnetron
sputtering-u. To je metoda kojom su uspjesSno deponirani materijali poput
CrN [2] i TiN [3], tvrdi tanki filmovi s primjenom u triboloskoj

protekciji automobilskih motora. Sira aplikacija HIPIMS tehnike za
deponiranje filmova zahtijeva dublje razumijevanje utjecaja vanjskih
parametara na svojstva plazme. Tri tehnike za dijagnostiku plazme su
koriStene u ovom projektu pri analizi svojstva plazme: apsorpcijska
spektroskopija [4], analiza Langmuirovom probom [5] i masena
spektroskopija [6]. Rezultati prezentirani u ovom seminaru dobiveni su
koriStenjem sve tri tehnike i pokazuju kako svojstva plazme, poput
temperature i gustocCe elektrona i iona, ovise o gustodi struje izboja,

tlaku radnog plina i materijalu mete.
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